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69 Vorrichtung zur Auswahl eines Schriftzeichens aus mehreren optischen Zeichengeneratoren.

@ Eine Vorrichtung zur raschen Anderung der riumli-

chen Modulation eines Lichtstrahls (25), um einem
aus einer Anzahl von Zeichen ausgewdhlten Zeichen zu
entsprechen, Der rdumlich modulierte Lichtstrahl er-
zeugt ein Bild an einer vorbestimmten Stelle (39), die
unabhingig von der Lage des in einer Maske abgetaste-
ten Zeichens ist. Die beschricbene Technik eignet sich
zur Anwendung bei elektrographischen Druckern und ist
von besonderem Wert bei der Anwendung von iiblichen
zeichenerzeugenden Lochmasken, kdnnte aber auch in
Verbindung mit einer holographischen Maskenanordnung
verwendet werden.
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PATENTANSPRUCHE

1. Vorrichtung zur Auswahl eines Schriftzeichens aus meh-
reren optischen Zeichengeneratoren, insbesondere fiir einen
elektro-optischen Drucker, mit einer Lichtquelle zur Erzeu- s
gung eines Lichtstrahls und mit mindestens einer Einrichtung
zur Ablenkung des Lichtstrahls in einer Ebene zum gewiinsch-
ten Zeichengenerator und zur Zuriicklenkung in eine vorbe-
stimmte Richtung, die unabhingig von der Lage des gewihlten
Zeichengenerators ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
richtung zur Ablenkung und Zuriickienkung des Lichtstrahls
aus einem einzigen Deflektor (32;41; 52 oder 53; 61 oder 63)
besteht und dass die Zeichengeneratoren (34; 42; 54; 66) aus
einer Maske und Mitteln gebildet sind, welche den vom Deflek-
tor eintreffenden Lichtstrahl nach seiner rdumlichen Modula-
tion durch den gewéhlten Zeichengenerator zuriick zum
Deflektor werfen.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass Ablenkmittel (27; 56) vorgesehen sind, welche den von der
Lichtquelle einfallenden Lichtstrahl (25; 55) in einem ersten
Ablenkwinkel ablenken und den rdumlich modulierten Licht-
strahl in einem zweiten Ablenkwinkel ablenken.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass Kollimatiermittel (33; 65) vorgesehen sind, welche den
Lichtstrahl vom Deflektor (32; 53, 63) unabhéngig von seiner
Ablenkung immer im praktisch gleichen Winkel auf die Zei-
chengeneratoren richten.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ablenkmittel ein doppelbrechendes Prisma
(27, 56) aufweisen, welches einen Lichtstrahl mit einer vorbe-
stimmten linearen Polaritit von einer zweiten Fliche mit dem
genannten ersten Ablenkwinkel abgibt, wenn auf eine erste
Flache des Prismas ein Lichtstrahl mit dieser vorbestimmten
linearen Polaritit einfillt, und einen Lichtstrahl mit einer linea-
ren Polaritat, welche orthogonal zu der erstgenannten linearen
Polaritét ist, von der ersten Fliche mit dem genannten zweiten
Ablenkwinkel abgibt, wenn auf die zweite Fliche des Prismas
ein Lichtstrahl mit der genannten orthogonalen Polarisation
einfallt; und dass die Ablenkmittel ferner ein Viertelwellen-
plattchen (28; 57) aufweisen, dessen optische Achsen inbezug 4
auf die genannte vorbestimmte Polarisation so angeordnet
sind, dass ein Lichtstrahl mit praktisch zirkuldrer Polarisation
mit dem Polarisationsvektor in einer vorbestimmten Winkel-
richtung drehend von einer zweiten Fliche des Viertelwellen-
plattchens abgegeben wird, wenn der vom doppelbrechenden 4
Prisma (27; 56) her kommende Lichtstrahl auf eine erste Flidche
des Viertelwellenplattchens einfillt, und ein Lichtstrahl mit
linearer Polarisation, welche orthogonal zur genannten vorbe-
stimmten linearen Polarisation von der ersten Flache des Vier-
telwellenpldttchens abgegeben wird, um die zweite Fliche des so
doppelbrechenden Prismas (27; 56) zu beleuchten, wenn auf der
zweiten Flache des Viertelwellenplittchens eine praktisch zir-
kuldr polarisierte Welle mit einem Polarisationsvektor, der in
einer zur genannten vorbestimmten Winkelrichtung umgekehr-
ten Winkelrichtung dreht, auftrifft.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dass eine erste Linse (26; 59) zwischen der Lichtquelle und dem
doppelbrechenden Prisma (27; 56) vorgesehen ist, und eine
zweite Linse (31; 58) zwischen dem Viertelwellenpldttchen (28;
57) und dem Deflektor (32;52;61), wobei die erste und die
zweite Linse (26, 31; 59, 58) ein Teleskop bilden, so dass ein von
der zweiten Fliache des Viertelwellenpléttchens (28; 57) ausge-
hender Lichtstrahl auf den Deflektor (32;52; 61) mit einer vor-
bestimmten Lichtfleckengriosse auffillt.

6. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 2 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass Lichtstrahl-Ablenkmittel (44) vor den Zei-
chengeneratoren angeordnet ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
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dass die Lichtstrahl-Ablenkmittel ein Doppelprisma (44) sind.

8. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass eine erste und eine zweite Linse (37a, 37)
zwischen der Lichtquelle und den Ablenkmitteln (41) angeord-
net sind, um ein Teleskop zu bilden, so dass der Lichtstrahl mit
einer vorbestimmten Lichtfleckengrosse auf die Ablenkmittel
(41) auftritt.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,
dass eine dritte Linse (38) zwischen den Kollimatiermitteln (43)
und den Ablenkmitteln (41) so angeordnet ist, um beim ange-
steuerten Zeichengenerator (42) eine Lichtfleckgrésse zu
bewirken, die praktisch gleich gross wie das Ausmass des Zei-
chens ist.

10. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Zeichengeneratorenanordnung min-
destens zwei parallele Reihen von Zeichengeneratoren besitzt,
und dass schaltbare Mittel (50, 51) zwischen der dritten Linse
(38) und den Kollimatiermitteln (43) vorgesehen sind, um den
Weg des aus der dritten Linse 38) austretenden Lichtstrahls
von einer Reihe zur andern umzuschalten.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich-
net, dass die schaltbaren Mittel eine Einrichtung (50) aufweisen,
um die Polarisation des aus der dritten Linse (38) austretenden
Strahls von einer ersten Polarisation zu einer zweiten Polarisa-
tion umzuschalten, welche orthogonal zur ersten Polarisation
ist, sowie eine Einrichtung (51), welche den Lichtstrahl mit der
ersten Polarisation in einem ersten Winkel und den Lichtstrahl
mit der zweiten Polarisation in einem zweiten Winkel bricht.

12. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Zeichengeneratoren in Rei-
hen und Spalten angeordnet sind, dass der Deflektor einen Pri-
mirdeflektor (52;61) aufweist, der von dem von den Ablenkmit-
teln (27, 28; 56, 57) abgegebenen Lichtstrahl angeleuchtet wird,
sowie einen Sekundirdefiektor (53; 63), der von dem vom Pri-
mirdeflektor abgelenkten Lichtstrahl angeleuchtet wird, wobei
der Primardeflektor dazu dient, den Lichtstrahl in einer ersten
Ebene abzulenken und der Sekundérreflektor dazu dient, den
Lichtstrahl in einer zur ersten Ebene senkrechten zweiten
Ebene abzulenken, um so den gewiinschten Zeichengenerator
(54;66) anzusteuern.

13. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass der Deflektor (32; 52, 53) ein von
einem Galvanometer antreibbarer Spiegel ist.

14. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass der Deflektor (41) ein akusto-
optischer Deflektor ist.

15. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass der Deflektor (61, 63) ein elek-
trooptischer Deflektor ist.

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Auswahl eines
Schriftzeichens aus mehreren optischen Zeichengeneratoren,
insbesondere fiir einen elektro-optischen Drucker, mit einer
Lichtquelle zur Erzeugung eines Lichtstrahls, einer Einrichtung
zur Ablenkung des Lichtstrahls in mindestens einer Ebene zum
gewiinschten Zeichengenerator und zur Zuriicklenkung in eine
vorbestimmte Richtung, die unabhingig von der Lage des
gewihlten Zeichengenerators ist.

Bekannte elektromechanische Druckeinrichtungen besit-
zen ein rotierendes oder reziprokierendes Element, auf dem ein
oder mehrere Sétze von Buchstaben oder anderen Zeichen
angebracht sind. Um das geeignete Zeichen auszuwihlen, wird
aus dem Zyklus ein bestimmter Zeitpunkt ausgewihlt, bei dem
der Schlag eines Hammers das gewiinschte Zeichen vom dre-



henden oder hin- und hergehenden Element auf Papier aus-
druckt. Die grundlegende Idee ist auch verwendet worden, um
einen optischen Drucker zu schaffen, bei dem ein Lichtstrahl
auf eine Maske gerichtet wird, die die Zeichen in durchsichtiger
Form aufweist, wobei dann im richtigen Zeitpunkt das
gewiinschte Zeichen beleuchtet wird. Der dabei resultierende
raumlich modulierte Lichtstrahl wird dann auf eine fotolei-
tende Trommel einer elektrophotographischen Kopieranlage
gerichtet, wo das Zeichen sichtbar gemacht und in bekannter
Weise auf Papier iibertragen wird. Dieses Verfahren bendtigt 10
nicht nur einen Lichtstrahl, der zur richtigen Zeit eingeschaltet
und wieder abgeschaltet werden kann, um das gewiinschte Zei-
chen auszuwihlen, sondern muss auch so ausgestaltet werden,
dass ein Verwischen des Zeichens innerhalb von tragbaren
Grenzen gehalten wird. Um ein Verwischen des Zeichens zu
vermeiden, darf die Bewegung des Zeichens wihrend der
Belichtungsperiode nicht mehr als 5% betragen. Da aber immer
eine Mindestmenge an Licht benétigt wird, bedeutet dies, dass
entweder die Geschwindigkeit klein gehalten oder eine starke
Lichtquelle verwendet wird. In dieser Hinsicht sind also diesem 2
Verfahren mit rotierenden Masken Grenzen gesetzt. Um eine
héhere Druckgeschwindigkeit zu erreichen, sieht eine
bekannte Vorrichtung eine matrizenférmige Maske vor. Bei
dieser Vorrichtung wird durch eine Lichtquelle ein Strahl mit
relativ grossem Durchmesser erzeugt, der sémtliche Zeichen
der matrizenférmigen Maske beleuchtet. Von jedem Zeichen
der Maske wird daher ein einzelner Strahl erzeugt, dessen
Querschnitt die Form des entsprechenden Zeichens der Maske
aufweist. Man kann daher die einzelnen Zeichen der Maske
auch als Zeichengenerator bezeichnen. Hinter der Maske ist
eine Linse vorgesehen, welche die aus der Maske tretenden
Strahlen fokussiert. Damit aber zu einem bestimmten Zeit-
punkt nur das Abbild eines einzigen Zeichens erzeugt wird, sind
elektro-optische Mittel vorgesehen, die jeweils so angesteuert
werden, dass nur ein Zeichengenerator gleichzeitig einen
Strahl auf die Linse wirft. Zu diesem Zweck wird an den
gewiinschten Zeichengenerator, der elektro-optisches Material
enthalt, eine Spannung angelegt. Diese Spannung bewirkt eine
Drehung der Polarisationsebene des durch das elektro-opti-
sche Material fithrenden Lichtstrahls aus polarisiertem Licht.
Da nun zwischen dem Zeichengenerator und der Fokussier-
linse ein Analysator vorgesehen ist, der nur das Licht mit der
gedrehten Polarisationsebene durchlésst, wird in einer vorbe-
stimmten Abbildposition nur das vom gewhlten Zeichengene-
rator verursachte Bild erzeugt (US-PS 3 182 574). Diese Vor-
richtung hat aber insbesondere den Nachteil, dass nur ein gerin-
ger Teil des von der Lichtquelle erzeugten Lichts ausgeniitzt
werden kann, um in der Abbildposition ein Bild zu erzeugen.
Wie namlich bereits vorher erwiihnt wurde, muss die Licht-
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quelle gleichzeitig samtliche Zeichengeneratoren beleuchten, 5o

wobei aber dann nur einer derselben zum Zuge kommt.

Um dem geschilderten Nachteil abzuhelfen, ist es bereits
bekannt, zu einem gegebenen Moment lediglich einen bestimm-
ten Buchstaben auf einer Buchstabenmaske mit einem diinnen
Lichtstrahl anzuleuchten. Dies setzt aber voraus, dass der
Lichtstrahl von einem Buchstaben zum anderen der Buchsta-
benmaske ablenkbar ist. Bei der bekannten Vorrichtung ist zu
diesem Zwecke ein erster Déeflektor vorgesehen, wobei dann
ein zweiter Deflektor verwendet wird, um den Lichtstrahl,
nachdem er durch die Maske hindurchgetreten ist, wieder in
die urspriingliche Richtung zuriickzulenken. Wenn gewiinscht
wird, den Lichtstrahl nicht nur in einer Ebene zu bewegen, kann
noch ein dritter Reflektor nachgeschaltet werden. Bei der
bekannten Vorrichtung besitzt jeder Deflektor mehrere dop-
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pelbrechende Elemente, denen elektro-optische Elemente vor- o

geschaltet sind, die eine Drehung der Polarisationsebene des
polarisierten Lichts um 90° bewirken, wenn sie durch eine elek-
trische Spannung angesteuert werden. Entsprechend der Lage
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der Polarisationsebene erfolgt somit die gewiinschte Ablen-
kung des Lichtstrahls durch das doppelbrechende Element. Die
Anzahl der méglichen Ablenkstellungen hiingt von der Anzahi
der Stufen ab, welche je ein eletro-optisches und ein doppelbre-
chendes Element umfassen. Durch jede Stufe wird die Zahl der
Ablenkstellungen verdoppelt, wobei jedoch zu beachten ist,
dass jede Stufe einen Lichtverlust darstellt (US-PS 3 532 033).
Ein wesentlicher Nachteil dieser Vorrichtung besteht darin,
dass mindestens zwei Deflektoren notwendig sind. Dies stellt
nicht nur einen relativ hohen Aufwand dar, sondern bedingt
auch eine genaue Anpassung und Einstellung der Deflektoren.

Esist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Vor-
richtung der eingangs erwihnten Art zu schaffen, die mit weni-
ger Aufwand hergestellt werden. kann.

Erfindungsgemiss wird dies dadurch erreicht, dass die Ein-
richtung zur Ablenkung und Zuriicklenkung des Lichtstrahls
aus einem einzigen Deflektor besteht und dass die Zeichen-
generatoren aus einer Maske und Mitteln gebildet sind, welche
den vom Deflektor eintreffenden Lichtstrahl nach seiner rium-
lichen Modulation durch den gewihiten Zeichengenerator
zuriick zum Deflektor werfen. Wahrenddem also bei vorbe-
kannten Vorrichtungen ein Deflektor zur Ablenkung des Licht-
strahls zum gewiinschten Zeichengenerator und ein weiterer
Deflektor zur Zuriicklenkung in eine vorbestimmte Richtung,
die unabhingig von der Lage des gewiihlten Zeichengenera-
tors ist, bendtigt wurde, geniigt geméss der Erfindung ein einzi-
ger Deflektor, was eine erhebliche Einsparung darstellt. Die
erfindungsgemasse Vorrichtung erlaubt einem raschen Zugriff
zu einem gewihlten Schriftzeichen aus einer Anzahl von Zei-
chengeneratoren und liefert das Abbild eines Zeichens, das
durch den angesteuerten Zeichengenerator dargestellt wird.
Das Abbild wird an einer vorbestimmten Stelle erzeugt, die
unabhéngig von der Lage des Zeichengenerators ist.

Zweckmissigerweise wird ein Lichtstrahl von einer exter-
nen Lichtquelle mit einer vorbestimmten linearen Polarisation
auf ein doppelbrechendes Prisma gelenkt und durch das Prisma
gebrochen, um sich entlang dem gewéhnlichen Brechungs-
weg des Prismas fortzupflanzen. Der Polarisierungsvektor ist
in einem Winkel von 45° zu den optischen Achsen eines Viertel-
wellenldngenplattchens gerichtet, auf welches der Lichtstrahl
entlang dem gewdhnlichen Fortpflanzungsweg auffillt. Dank
der Eigenschaft des Viertelwellenplittchens entspringt diesem
eine rechtszirkuldr polarisierte Welle, die von einem bewegli-
chen Spiegel gegen eine Refraktorlinse geworfen wird, welche
den Lichtstrahl praktisch kollimatiert. Dieser kollimatierte
Lichtstrahl fallt senkrecht auf einen flachen Spiegel mit einer
Fleckengrdsse, die durch ein mehrere Linsen aufweisendes
Teleskop bestimmt wird, das eine Linse auf dem Weg des Strah-
les, der auf ein doppelbrechendes Prisma fillt und eine Linse im
Weg des gewdhnlichen Strahlenweges aufweist, die sich zwi-
schen dem Spiegel und des Viertelwellenplattchens befindet.
Der Lichtstrahl wird vom Spiegel mit einem Strahldurchmes-
ser, der grosser als jener des einfallenden Strahles ist, reflek-
tiert und ist durch den Zeichengenerator, welcher vom beweg-
lichen Spiegel angesteuert wurde, raumlich moduliert. Der
raumlich modulierte Lichtstrahl, welcher wiederum rechtszir-
kuldr polarisiert ist, wird durch die Kollimatierlinse fokussiert
und pflanzt sich entlang des Weges zum Ablenkspiegel fort,
von welchem er mit linkszirkuldrer Polarisation zum Viertel-
wellenplittchen abgelenkt wird. Diese linkszirkulire Polarisa-
tion wird durch das Viertelwellenplittchen mit einer linearen
Polarisation mit einem Polarisationsvektor verbunden, welcher
einen Winkel von ~45° zu den optischen Achsen des Viertel-
wellenplittchens aufweist und senkrecht zur Polarisation des
auf das Viertelwellenplittchens vom doppelbrechenden
Prisma her einfallenden Lichtstrahls ist. Vom Viertelwellen-
pléttchen her pflanzt sich der orthogonal polarisierte Licht-
strahl entlang des gewohnlichen Weges zum doppelbrechen-



625 350

den Prisma fort, von welchem er gebrochen wird, um entlang
einem zweiten Fortpflanzungsweg sich fortzupflanzen und ein
Bild an einer bestimmten Lage zu bilden, welche unabhéngig ist
von der Lage des angesteuerten Zeichengenerators.

Ein anderes Ausfithrungsbeispiel der Erfindung beniitzt
einen akusto-optischen Deflektor, um einen eintreffenden
Lichtstrah! in einem Winkel abzulenken, welcher dem gewahl-
ten Zeichengenerator entspricht. Der abgelenkte Lichtstrahl
wird kollimatiert durch eine Kollimatierlinse und fallt auf ein
Doppelprisma auf einer Seite der Symmetrieachse und wird
dadurch gebrochen, um einen flachen Spiegel anzuleuchten,
der unmittelbar hinter dem gewihiten Zeichen angeordnet ist.
Der Spiegel reflektiert den Strahl gegen die Halfte des Doppel-
prismas, welches auf der anderen Seite der Symmetrieebene
liegt, wobei der Strahldurchmesser grosser ist als der auf dem
Spiegel beleuchtete Fleck. Der reflektierte Strahl wird durch
den Zeichengenerator riaumlich moduliert, vom Doppelprisma
zuriick zum akusto-optischen Deflektor geworfen und durch
die Kollimatierlinse fokussiert, bevor eine Ablenkung durch
den akusto-optischen Deflektor entlang eines vorgegebenen
Weges erfolgt, der den Weg des einfallenden Strahls kreuzt. So
wird ein Bild an einer vorbestimmten Lage erzeugt, welche
unabhingig von der Lage des gewihlten Zeichengenerators ist.

Inbezug auf weitere Ausfiihrungsbeispiele wird auf die
Unteranspriiche und die nachfolgende Beschreibung verwie-
sen. Es zeigt:

Fig. 1 das Grundprinzip der Ansteuerung von Zeichengene-
ratoren durch einen Lichtstrahl,

Fig. 2 ein erstes Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung,

Fig. 3 ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung, bei
der ein akusto-optischer Deflektor zur Ablenkung innerhalb
einer Ebene, z. B. einer Vertikalebene beniitzt wird,

Fig. 4 ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung, bei welchem
ein doppelbrechendes Prisma und ein optisches Halbwellen-
plattchen beniitzt wird, um die Zahl der Zeichen zu den gemiss
dem Ausfithrungsbeispiel von Fig. 3 ein Zugriff moglich ist, zu
verdoppeln,

Fig. 5 ein Ausfithrungsbeispiel der Erfindung, bei welchem
ein zweidimensionales Ablenksystem verwendet wird und

Fig. 6 ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung, bei welchem
ein anderes zweidimensionales Ablenksystem als in Fig. 5
beniitzt wird.

Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung eine Vorrichtung
zum Abtasten von Zeichen, bei welcher das abgetastete Zei-
chen an einem Ort abgebildet wird, welcher unabhéngig vom
Ort des abgetasteten Zeichens ist. Die Vorrichtung enthalt
einen Strahlendeflektor 11, der am Brennpunkt einer ersten
Linse 12 angeordnet ist, eine Zeichenmaske 13 mit einer
Anzahl von Zeichengeneratoren und eine zweite Linse 14, in
deren Fokus ein zweiter Strahlendeflektor 15 angeordnet ist.
Die Zeichenmaske 13 ist zwischen der ersten Linse 12 und
einer zweiten Linse 14 angeordnet. Nach dem zweiten Strah-
lendeflektor 15 befindet sich eine Linse 16 und eine stationére
Zeichenabbildstelle 17.

Ein Lichtstrahl, der verwendet wird, um einen Zeichengene-
rator auf der Zeichenmaske 13 anzusteuern, wird durch den
Strahlendeflektor 11 in einem Winkel 6 zur Achse 21 der ersten
Linse abgelenkt. Der abgelenkte Strahl wird durch die'Linse 12
in einem Abstand von der Achse 21, der von der Fokallédnge der
Linse und dem Ablenkwinkel 0 bestimmt ist, kollimatiert, und
beleuchtet einen Zeichengenerator 22 auf der Zeichenmaske
13. Die Beleuchtung des Zeichengenerators bewirkt eine raum-
liche Modulation des Lichtstrahls, welche dem gewiinschten
Zeichenentspricht. Der modulierte Lichtstrahl fallt auf die
zweite Linse 14 und wird von dieser zu einem zweiten Strahlen-
deflektor 15 fokussiert. Dieser Lichtstrahl bildet einen Winkel
6’ zur Achse 23 der Linse 14. Der Deflektor 15 lenkt den vom
Zeichengenerator 22 raumlich modulierten Lichtstrahl durch

die Linse 16, von welcher er zur Abbildungsstelle 17 fokussiert
wird. Die Deflektoren 11 und 15 konnen vom Galvanometertyp
sein, wie er beispielsweise von der Firma General Scanning
Company unter der Bezeichnung GO612 oder der Firma Min-
5 neapolis-Honeywell Company unter der Bezeichnung M25K
vertrieben wird. Es kann sich aber auch um einen akusto-opti-
schen Typ handeln, wie er von den Firmen Soro und Isomet
vertrieben wird.
Der Deflektor 11 muss einen geniigend breiten Lichtstrahl
liefern, um jedes Zeichen 22 in der Zeichenmaske 13 ganz zu
belichten. Infolgedessen besteht eine Abhéngigkeit zwischen
der Grosse des Zeichens 22 (C), der Grosse des Deflektors 11
(D), der Fokalliange (f) der Linse 12 und der Wellenldnge (1) des
Lichtstrahls. Diese Beziehung kann wie folgt ausgedriickt wer-
den: C = 2f M/D. Weiter muss, um ein lesbares Zeichen an der
Zeichenabbildstelle 17 zu erzeugen, jeder Zeichengenerator 22
in eine Anzahl von Auflésungselementen auflosbar sein, von
welchen jedes erheblich kleiner ist als die Grosse (C) des Zei-
chens. Die Grosse (m) des Aufldsungselementes und die Fokal-
linge (f') der zweiten Linse 14 bestimmen die minimale Grosse
des zweiten Deflektors 15 (D), welche wie folgt gegeben ist:
D’ = 2f’ MJm. Bei N Aufldsungselementen in jedem Zeichen-
generator 22 besteht die Beziehung zwischen der minimalen
Grose (D') des zweiten Deflektors 15 zur Grosse des ersten
5 Deflektors 11 wie folgt: D’ = N(f/f)D. Infolgedessen, wenn
D = D’ ist f/f’ = N, was bedeutet, dass der Ablenkungswinkel
inbezug auf die Achse 23 der zweiten Linse 14 um den Faktor N
grosser ist als der Ablenkungswinkel inbezug auf die Achse 21
der ersten Linse 12. Wenn die Fokallingen gleich gemacht wer-
den, also die Ablenkungswinkel gleich gehalten werden, dann
gilt D’/D = N und der Durchmesser des zweiten Deflektors
muss N mal grosser sein als jener des ersten Deflektors. Es ist
zu beachten, dass die raumliche Modulation des Strahls durch
den Zeichengenerator 22 nicht durch den zweiten Deflektor 15
{ibermittelt werden kann, wenn dessen Offnung nicht geniigend
gross ist oder der Ablenkungsbereich nicht geniigend gross ist,
dass er eine Anzahl von Stellungen unter Raleigh-Kriterien auf-
l6sen kann, welche gleich gross ist wie das Produkt der Zahl der
Zeichen im Zeichensatz mal die Zahl der linearen Auflosungs-
elemente pro Zeichen. ,
Figur 2 zeigt in schematischer Darstellung eine Vorrich-
tung zur Auswahl eines Schriftzeichens aus mehreren opti-
schen Zeichengeneratoren, wobei gemiss der Erfindung die
Ausgestaltung derart ist, dass ein einzelner Lichtdeflektor
sowohl der Ansteuerung der Zeichen als auch der Zuriicklen-
kung des Strahles dient. Zu diesem Zweck ist der optische Weg
gefaltet. Ein linear polarisierter Lichtstrahl 25 fallt auf eine
erste Linse 26, pflanzt sich von dort durch ein doppelbrechen-
des Prisma 27 und ein optisches Viertelwellenpléttchen 28 zu
einer Fokussierlinse 31 fort, von welcher ein Lichtstrahl mit
einer bestimmten Lichtfleckengrdsse ausgeht. Dieser Licht-
strahl wird von einem Spiegeldeflektor 32 zu einer zweiten
Linse 33 abgelenkt, welche einen praktisch kollimatierten
Lichtstrahl abgibt, welcher senkrecht zu einer Zeichenmaske-
Spiegelkombination 34, 35 geworfen wird. Dieser kollimatierte
Lichtstrahl bildet einen diffraktionsbegrenzten Flecken auf der
Zeichenmaske 34, welcher einen darauf angeordneten, vom
Deflektor 32 angesteuerten Zeichengenerator beleuchtet. Die
Zeichenmaske 34 befindet sich unmittelbar neben dem Spiegel-
e reflektor 35, und Licht, welches durch den angesteuerten Zei-
chengenerator durchtritt, wird vom flachen Spiegel 35 reflek-
tiert, geht wieder durch den angesteuerten Zeichengenerator
hindurch und besitzt eine raumliche Modulation, welche dem
gewiinschten Zeichen entspricht. Die Linse 33 bewirkt eine

o5 Bildfunktion fiir den rdumlich modulierten Strahl. Von dieser
Linse 33 wird der raumlich modulierte Strahl zum Deflektor 32
geworfen, von diesem abgelenkt geht er durch die Linse 31, das
Viertelwellenplittchen 28 und das doppelbrechende Prisma 27
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um an einer Abbildungsstelle fokussiert zu werden, welche entlang eines Weges in der vertikalen Ebene, d. h. in einer ande-
unabhingig von der Lage des angesteuerten Zeichengenera- ren Richtung als die Richtung des einfallenden Strahls 36. Der
tors ist. so gelenkte Strahl fithrt durch die Linse 38 zum akusto-opti-

Die Linsen 26 und 31 stellen ein Teleskop dar, welches die schen Deflektor 41, wo der Strahl die gleiche Ablenkung
Dicke des Lichtstrahls, der zuerst auf den Spiegel 35 fillt, erfahrt wie der einfallende Strahl von der Linse 37a. Nach sei-
begrenzt. Diese begrenzte Aperturbeleuchtung erzeugt einen ner Ablenkung durch den akusto-optischen Deflektor 41 liefert
optischen Strahl, der vom Spiegel 35 reflektiert wird, und der reflektierte Strahl ein Bild des angesteuerten Zeichens in
infolge der Anwesenheit einer Zeichenmaske 34 einen grosse- einer vorbestimmten Lage 45, welche unabhingig vom ange-
ren diffraktionsbegrenzten Strahldurchmesser beim Deflektor  steuerten Zeichen ist. Bei der beschriebenen Einrichtung besit-
32 besitzt als der zuerst auf ihn einfallenden Lichtstrahl. Wenn 10 zen die Linsen 37 und 38 verschiedene Fokallingen. Dies
ndie Zahl der linearen Auflosungszellen pro Zeichenund N die  erlaubt es, die Grosse des Zeichens auf der Zeichenmaske aus-
Zahl der Zeichen auf der linearen Maskenanordnung 34 ist, so zuwihlen, indem die Distanz zwischen der Linse 38 und der

(=}
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muss der optische Strahl bei seiner ersten Ablenkung vom Zeichenmaske 42 verandert wird, wahrenddem der Strahl-
Deflektor n mal kleiner sein als die Offnung des Deflektors 32. durchmesser beim akusto-optischen Deflektor eine vorbe-
Um die notwendige Zeichenauflosung zu gewihrleisten, muss 15 stimmte Grosse aufweist. 7

der Deflektor 32 in der Lage sein, wenigstens die Zahl von dis- Eine Anderung der in Fig. 3 gezeigten Vorrichtung ist in
kreten Strahlstellungen aufzuldsen, welche gleich ist dem Pro- Fig.4 dargestellt. In Fig. 4 ist im wesentlichen nur der gein-
dukt aus der Zahl N von Zeichen auf der linearen Maske 34 mal ~ derte Teil der Vorrichtung von Fig. 3 gezeigt. Der geéinderte
die Zahl der linearen Auflésungselemente n pro Zeichen. Teil der Vorrichtung umfasst den akusto-optischen Deflektor

Der linear polarisierte Strahl, der von der Linse 26 abgege- 20 41, die Linse 38, ein elektro-optisches Halbwellenplittchen 50,
ben wird, kann vom doppelbrechenden Prisma 27 so gebrochen  ein doppelbrechendes Prisma 51, die Kollimatierlinse 43, das
werden, dass er auf das Viertelwellenplittchen 28 mit einem Doppelprisma 44 und die reflektierende Zeichenmaske 42. Der
Polarisationswinkel von 45° zur optischen Achse desselben einfallende Strahl 36 zum akusto-optischen Deflektor 41 wird
féllt. Wie bekannt ist, kann dieser einfallende linear polarisierte  darin abgelenkt, filhrt durch die Linse 38 und fallt auf das elek-
Lichtstrahl so angeordnet sein, dass er von den Viertelwellen- > tro-optische Halbwellenplittchen, welches bei Erregung die
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plattchen 28 als rechtszirkuldr polarisierter Strahl ausgeht. Polarisation des einfallenden Strahles zur orthogonalen Polari-
Nachdem er von der Zeichenmaske-Spiegelkombination 34,35 sation dreht. Wenn das schaltbare Halbwellenplattchen 50
und zweimal durch den Deflektor 32 reflektiert wurde, kehrt unerregt ist, so pflanzt sich der einfallende Strahl durch das

der zirkuldr polarisierte Strahl zum Viertelwellenpléttqhen 28 doppelbrechende Prisma 51, von dem es gebrochen wird, in der
zuriick und verldsst dieses mit einem linearen Polarisationswin- 30 Ebene der Endfliche 40 des akusto-optischen Deflektors 41 im
kel von —45° inbezug auf dessen optische Achse (d. h.orthogo-  Brechwinkel fiir die einfallende Polarisation fort. Der vertikal

nal zu der Polarisation des vorerst auf das doppelbrechende abgelenkte Strahl fithrt dann durch die Kollimatierlinse 43, von
Prisma 27 von der Linse 26 her einfallenden Strahis). Dieser welcher er durch das Doppelprisma 44 zum anzusteuernden
orthogonal polarisierte Strahl fallt auf das doppelbrechende Zeichen abgelenkt wird. Der raumlich modulierte Strahl, wel-
Prisma 27, aus welchem er in einer bestimmten Richtung aus- 35 cher von der Zeichenmaske 42 reflektiert wird, fithrt durch das
tritt, die von jener des von der Linse 26 her auf das doppelbre- doppelbrechende Prisma 51, das schaltbare elektro-optische
chende Prisma 27 einfallenden Strahls verschieden ist, und lie- Halbwellenplittchen 50 und die iibrigen Elemente des Systems,
fert ein Bild an der fixen Stelle 39, welche unabhéingig vom um an einer Abbildungsstelle fokussiert zu werden, wie dies
angesteuerten Zeichen ist. . bereits frither beschrieben wurde. Wenn der Polarisations-
Fig.3 zeigt in schematischer Darstellung eine Anderung 40 schalter 50 betiitigt wird, so pflanzt sich der einfallende Strahl
der Ausfithrungsform von Fig. 2. In Fig. 3 lduft ein optischer 36 mit einer Polarisation fort, welche senkrecht zu jener des
Strahl 36 von einer nicht eingezeichneten 4usseren Quelle einfallenden Strahles ist, wenn der Schalter nicht betitigt ist.
durch die Linsen 37a und 37 zum akusto-optischen Deflektor Dieser orthogonal polarisierte Strahl fallt auf das doppel-

41, welcher so angeordnet ist, dass er Strahlablenkungeninder  brechende Prisma 51 und wird von diesem in einem anderen
horizontalen Ebene inbezug auf eine Achse ausfithrt, die senk- 45 Winkel als der nicht gedrehte polarisierte Strahl gebrochen.
recht zur Endfliche 40 des akusto-optischen Deflektors ist. Der gedrehte polarisierte Strahl pflanzt sich weiter fort durch
Diese Ablenkung wird benutzt, um einen Zeichengenerator auf  die Linse 43 und das Doppelprisma 44, um ein Zeichen anzu-
einer eindimensionalen reflektierenden Zeichenanordnung 42 steuern, das iiber dem Zeichen liegt, das durch den Strahl mit
anzusteuern. Diese Zeichenanordnung 42 erstreckt sich ent- nichtgedrehter Polarisation angesteuert wird. Die Reflektion
lang der oben genannten horizontalen Ebene. Esist zu beach- 50 durch die reflektierende Zeichenmaske 42 zu einem fokussier-
ten, dass der richtige Betrieb des akusto-optischen Deflektors ten Bild bei der Abbildungsstelle fiir den gedrehten polarisier-
41 verlangt, dass der durch ihn hindurchgehende Lichtstrahl ten Strahl ist dieselbe wie jene fiir den nicht gedrehten polari-
praktisch kollimatiert ist. Nach der Ablenkung durchdenaku-  sierten Strahl, so dass auf diese Weise die Zahl der ansteuerba-
sto-optischen Deflektor 41 fithrt der Strahl durch die Linse 38, ren Zeichen durch die Hinzufiigung eines elektro-optischen
welche in Kombination mit den Linsen 37a und 37 ein Teleskop ss Halbwellenplattchens, welches schaltbare Polarisation liefert,
bilden, um einen vorbestimmten Strahldurchmesser fiir denaus  ynd eines doppelbrechenden Prismas 51 verdoppelt werden
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der Linse 38 austretenden Strahl zu bilden. Der Strahl fiihrt kann. Es ist ersichtlich, dass eine weitere Erhdhung der adres-
dann weiter durch die Linse 43 und verlésst diese als praktisch sierbaren Zeichen mit dieser Technik méglich ist, indem weiter
kollimatierter Strahl und wird durch das Doppelprisma 44 Kombinationen von Polarisationsschaltern und doppelbre-
gebrochen, um das angesteuerte Zeichen auf der linearen &0 chenden Prismen verwendet werden, wobei in Kombinatio-
Anordnung der reflektierenden Zeichenmaske 42 zu beleuch- nen die ansteuerbaren Zeichen um den Faktor von 2" erhdhen.
ten. Der vom Doppelprisma 44 einfallende Lichtstrahl wird von Bei der Ausfiihrungsform von Fig. 5 werden zwei drehbare
der Charaktermaske in einer Weise reflektiert, wie diesbeider  Deflektoren verwendet. Der Aufbau der Anordnung ist der-
Reflektion bei der Spiegelmaskenkombinationen 35, 34 von selbe wie in Fig. 2, jedoch mit der Ausnahme, dass der Deflek-

Fig. 2 der Fall ist, wie dies vorher beschrieben wurde. Das Dop- 65 tor 32 durch zwei Deflektoren ersetzt wird, namlich einen, um
pelprisma 44 und die Linse 43, welche die Abbildungsfunktion den Strahl horizontal und einen anderen um den Strahl vertikal
fiir den raumlich modulierten Strahl ausiiben, brechendenvon  ahzulenken.

der Zeichenmaske-Spiegelkombination 42 reflektierten Strahl Des weiteren ist die lineare Anordnung der reflektierenden
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Zeichenmaske aus der Zeichenmaske 34 und dem Spiegel 35
durch eine reflektierende Zeichenmaske ersetzt, welche m - n
Zeichengeneratoren besitzt. Die Vorrichtung arbeitet ahnlich
wie jene von Fig. 2. Ein einfallender Strahl 35 fithrt durch die
Linse 26 zu einem doppelbrechenden Prisma 27, von welchem
er durch ein Viertelwellenplittchen 28 und eine Linse 31 fiihrt.
Nach der Linse 31 wird der Strahl horizontal in einem geeigne-
ten horizontalen Winkel abgelenkt, um das geeignete Zeichen
durch Drehen des Deflektors 52 anzusteuern. Der Deflektor 52
ist in einem Winkel zur Vertikalen angeordnet,um den Strahl
zum Deflektor 53 abzulenken. Der Deflektor 53 ist drehbar, um
den Strahl im geeigneten vertikalen Winkel abzulenken, so dass
der gewiinschte Zeichengenerator angesteuert wird. Der
Strahl wird also horizontal und vertikal abgelenkt, um einen
Zeichengenerator der Anordnung von Zeichengeneratoren auf
der reflektierenden Zeichenmaske 54 anzusteuern. Der von der
reflektierenden Zeichenmaske 54 reflektierte Strahl wird dann
wieder vom Deflektor 53 zum Deflektor 52 abgelenkt, von wel-
chem er durch die Linse 31 zum optischen Viertelwellenplatt-
chen 28 fiihrt, wo die Polarisation wie vorher beschrieben
rotiert wird. Der Strahl wird vom doppelbrechenden Prisma 27
zur Abbildungsstelle 29 gelenkt, wie dies bereits in Details fiir
die Vorrichtung von Fig. 2 beschrieben wurde. Es ist ersichtlich,
dass die Folge der Ablenkung nicht kritisch ist, so dass die
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Deflektoren 52 und 53 ausgetauscht werden kénnen, um zuerst

eine vertikale Ablenkung und dann eine horizontale Ablenkung
zu erzeugen, um den gewiinschten Zeichengenerator anzusteu-
ern.

Eine weitere Ausfiihrungsform mit vertikalen und horizon-
talen Deflektoren ist in Fig. 6 dargestellt, wo ein Ansteuerungs-
strahl 55 von einer Linse 59 ausgeht, auf welche von einer
externen Lichtquelle ein linear polarisierter Strahi auffallt. Der
Ansteuerungsstrahl 55 fiihrt durch ein doppelbrechendes
Prisma 56, ein optisches Viertelwellenplittchen 57, eine Linse
58 zu einem Vertikaldeflektor 61. Die Wirkung des Strahls 55
bei seinem Weg durch diese Elemente ist bereits vorher
beschrieben worden. Der Strahl, welcher auf den Deflektor 61
fallt, wird von diesem vertika! zur Linse 62 abgelenkt. Er ist auf
die vertikale Achse derselben fokussiert und wird von der Linse
62 gebrochen, um einen Horizontal-Deflektor 63 zu beleuchten.
Nach der Ablenkung vom Horizontaldeflektor 63 fiihrt der
Strahl weiter durch die Linse 64, welche mit den Linsen 59 und
61 einen Teleskop bildet, welches den Strahldurchmesser des
auf die Linse 65 einfallenden Strahls begrenzt. Die Linse 65 kol-
limatiert den Strahl, welcher auf diese einfillt, und der kollima-
tierte Strahl beleuchtet den angesteuerten Zeichengenerator
der reflektierenden Zeichenmaske 66.
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